
睡璽記ニクス§…“執亟迩um2莞一→鍔L一一~

お知らせ

リンカーズ事例集を繍料進呈中1

ユニーク素材・加T技術募集中です

サイトをU三-1－アルしました

一
了

日
経

登繍青報変更｜ログアウト

トップクルマ▼エレクトロニクス▼ ものづくり▼エネルギー▼ロボット▼スキルアッブ▼新産業▼雑鯵記事／紹介▼有料会員限定配駆▼ ． 自

リアルf

協賀鉦

スタートアッブ デジタルヘルス自動逓転/ADAS
l

sENSING

SociaIDevにe

メガソーラー

ウエアラブル

セミナー・技術者塾スポーツ 5GFACTORY

HOME＞エレクト、三クス＞電子デバイス＞応用物理学会から＞期待のナノインプリントリソグラフィ、現状と今後の牒鼬

’

電子デバイス
"応用物理学会がら

期待のナノインプリントリソグラフイ、現状と今後の課題
中川勝＝東北大学多元物質科学研究所2016/08/0800:001/8ページ ツ イ ー ト

この記事どう？
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だめになった
本記事は応用物理学会発行の機関誌『応用物理』、第85巻、第6号に掲載された

ものの抜粋です。全文を閲覧するには応用物理学会の会員登録が必要です。会員登

録に関して詳しくはこちらから（応用物理学会のホームベージヘのリンク）。全文

、険顔に… を閲覧するにはこちらから（応用物理学会のホームベージ内、当該記事へのリン

ク）。『応用物理』の最新号はこちら（各号の概要は会員登録なしで閲覧いただけ

ます）。
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型押し成形方式のナノ造形技術であるナノインプリント技術を採用して、光学部品

などの製造が広がりつつある中、今度は半導体関連企業が次世代リソグラフイ技術

として採用する動きが出てきた。本稿では、ナノインブリントリソグラフイの現状

を概説する。基板とレジスト樹脂との界面で機能する密着分子層や、レジスト樹脂

とモールドとの界面で機能する離型促進分子層、成形と離型プロセス化を可視化す

る蛍光光硬化性液体の鍵となる材料を取り上げ、離型に関わる筆者らの学術研究を

中心に述べる。モールド、樹脂、塗布、成形／離型、ドライエッチング、アライメ

ント、平坦化／積層、欠陥検査の一連のナノデバイス製造工程で鍵を握る材料とプ

ロセスにおける実用化への課題、さらには線幅サブ20nmのパターニングでの学術

的な課題を抽出した。
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昨年2015年2月に、国内の半導体関連企業が沈黙を破り、プレスリリースしてい

る。キヤノン(株)は、「買収した米国ベンチャー企業Mo1ecularImprints社のナノ

インプリント技術に独自のアライメント技術を組み込み、次世代半導体露光技術を

開発」。大日本印刷(株)は、「石英のフォトマスク製造技術を基に、半導体向けナ

ノインプリント石英モールドの量産開始」。（株)東芝は、米国でのSPIEAdvanced

Lithography2015において東木氏らがJDeviceFabricationUsingNanoimprint

Lithography"を発表I)、ビッグデータ時代に向けたフラッシュメモリなどのスト

レージ事業にナノインプリント技術の採用を検討開始し、300mmウェーハで、欠

陥密度が数個台、寸法均一性(CDUnifOrmity、3o)が<0.5nm、最新装置で重ね

合わせ精度(overlayaccuracy)がmean+3oで<4.8nml力睦成され、量産採用に

足るレベルに達しつつあるという。
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「CanonEXPO2015Tokyo」で、キヤノンはナノインプリントで11nmの半導

体の製造を確認している。現行のArF液浸フォトリソグラフイとダブルパターニン

グやマルチプルパターニングの組み合わせによる半導体微細加工に加えて、ナノイ

ンプリントリソグラフイ(NanoimprintLitho9raphy:NIL)が半導体応用に採用

される動きが出てきた。

NEXT>ナノインブリント技術とは




















